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Wynalazek niniejszy dotyczy bardzo
skutecznej zaprawy do nasion.

Wiadomo, ze niektére z jednorteciowa-
nych zwigzkéw organicznych mozna stoso-
wa¢é jako zaprawy do nasion w celu zabez-
pieczenia ziarna przeciwko chorobom, po:
wodowanym przez grzybki. Natomiast dwu-
rteciowane zwiazki organiczne sa na ogol
nieodpowiednie do tego celu. A wiec np.
dwurteciowane fenole, dwurteciobenzen,
produkt otrzymany z dwupentenu i octanu
rteciowego, zawierajace 2 atomy rteci w
czasteczce, i inne zwigzki pokrewne sa nie-
skuteczne, podczas gdy odpowiednie zwiaz-
ki jednorteciowane sg dobrymi zaprawami
do nasion. '

Wskutek tego tez jest faktem nieoczeki-
wanym, ze organiczne wegliki dwurteciowe
o wzorze strukturalnym:

R—Hg— &
R—Hg—C

sa bardzo skutecznymi i doskonatymi zapra-
wami do nasion. W powyzszym wzorze li-
tera R oznacza rodnik weglowodorowy ta-
ki, jak alkyl, aryl, aralkyl albo reszta ali-
cyklowa. Te rodniki weglowodorowe moga
byé réwniez podstawione, np. grupami wo-
dorotlenowymi i podobnymi. Szczegélnie
odpowiednimi okazaly sie zwiazki, w kto-



rych reszta rtecioacetylidowa —Hg.C=
C.Hg— jest zwigzana z dwiema reszta-

¢

mi eterowymi o wzprze: ;

1Ru

Ru

I [
R—0—-C— C—

| I

R“ R"

przy czym litera R“ oznacza wodér albo
jednakowe lub rézne rodniki weglowodoro-
we, ktore moga by¢ umieszczone w taki spo-
sob, iz tworza pierscien, i ktére moga by¢
réwniez podstawione, litera R’ za$ oznacza
wodér albo rodnik weglowodorowy taki, jak
alkyl, aryl, aralkyl albo reszta alicyklowa,
przy czym te rodniki weglowodorowe sa
podstawione lub niepodstawione.

Wspomniane organiczne zwiazki wegli-
kowe sa bardzo odporne na dzialanie wody,
ktorej to wlasciwosci zupelnie nie mozna
byto przewidzieé, gdyz pewne wegliki me-
tali, jak weglik wapnia i podobne, przy
zetknigciu z woda natychmiast sie rozkla-
daja. Odpornosé zwigzkéw tych na dziata-
nie wody jest tak duza, np. weglika bis -
- fenylo - rteciowego albo weglika bis - me-
toksy - etylo - rteciowego, iz nie stwierdza
si¢ ani $ladu rozkladu nawet wtedy, gdy
zanurzenie w wodzie trwa w ciagu kilku
dni.

Zwiazki te nie nagryzajg zZelaza meta-
licznego i nie draznia skéry, jak to sie
dzieje czestokroé z niektérymi innymi
zwigzkami rteciowo-organicznymi,

Wytwarza sie je w bardzo prosty spo-
s6b wprowadzajac w reakcje z acetylenem
roztwory zwigzkéw rteciowych o wzorze
ogélnym:

R —Hg— X,

- w ktérym litera R odpowiada wyzej poda-
nemu okresleniu, litera X za$ oznacza grupe
zdolna do wytwarzania soli albo soli kom-
pleksowych z rtecia, jak rodnik kwasu octo-

wego, mlekowego, szczawiowego, siarkowe-
go, solnego, siarko - cyjanowego lub po-
dobnego. Przy tym nowe te zwigzki stra-
caja sie, jesli reakcje przeprowadza si¢ np.
w roztworach: alkoholowych, i moga byé
bardzo fatwo wyosabniane.

Ponizej podane przyktady stuza do wy-
jasnienia sposobu wytwarzania tych nowych
zwiazkow.

Przyklad I. Weglik bis - izo - propylo -
- rteciowy wytwarza si¢ przez wprowadza-
nie acetylenu do zasadowego roztworu
chlorku izo - propylo - rteciowego. Zawar-
tos¢ rteci wynosi w nim 78,2%.

Produkt ten zarabia sie taka iloscia tal-
ku, aby zawarto$é w nim rteci wynosita 2%.

Przyktad II. Weglik bis - metoksy -
- etylo - rteciowy otrzymuje sie jako osad
nie rozpuszczajacy si¢ w wodzie przez
wprowadzanie acetylenu do alkaliczno - al-
koholowego roztworu chlorku metoksy -
- etylo - rteciowego. Przez zarobienie go
odpowiednig substancja wypelniajaca o-
trzymuje si¢ z niego odpowiednia zaprawe
suchg.

Przyktad III. Weglik bis - etoksy - e-
tylo - rteciowy otrzymuje sie podobnie, jak
zwiazek wedlug przyktadu II, z chlorku
etoksy - etylo - rteciowego i acetylenu i
przerabia na zaprawe sucha.

Przyktad IV. Weglik bis - fenylo - rte-
ciowy przygotowuje sie jak substancje po-
wyzsze z odpowiednich skladnikéw w roz-
tworze zasadowym. Weglik ten nie rozpu-
szcza si¢ w wodzie i jest trwaly w tempera-
turze pokojowej. Przez zarobienie go tal-
kiem otrzymuje si¢ zaprawe sucha, zawiera-
jaca 2% Hg.

W ten sam sposéb mozna wytwarzaé od-
powiednie: bis - butylo-, -izoamylo-, -cyklo-
heksylo-, toluylo-, -ksylylo-, -benzylo-, -a-
mino - fenylo-, -nitrofenylo-, -etanolo-, pro-
panolo - metoksy - etylo-, -etoksy - etylo-,
-etoksy - propylo-, -fenoksy - etylo-, -ben-
zylo - oksy - etylo- i podobne acetylenki
rteciowe.



Mieszajac wymienione nowe acetylenki
rteciowe z odpowiednimi rozciericzalnikami
takimi, jak miatko zmielona glina, kreda,
talk, kaolin, ziemia okrzemkowa, zel krze-
mionkowy i materialy podobne, mozna wy-
twarzaé bardzo skuteczne zaprawy do na-
sion, przy czym skladniki powyzsze stosu-
je sie w ilosci 97 — 98,5%, zwiazki za$
rteciowo-organiczne w ilosci 1,5 — 3%. Do
zapraw tych mozna dodawaé innych $rod-
kéw grzybkobéjczych, czynnikéw pobu-
dzajacych, zwigzkéw, mogacych zwickszaé

pobiegajacych pyleniu i substancji podob-
nych. : _
Ponizej podana tabela stuzy do ilustra
cji wynalazku nie ograniczajac jego za-
kresu. Podaje ona zestawienie skuteczno-
Sci kilku zwiazkéw wedlug wynalazku w
poréwnaniu ze znanymi.zaprawami rtecio-
wymi do nasion. Wymienione zwiazki uzy-
to w stezeniu 1,5 czesci wagowych zapra-
wy na 1000 czesci wagowych obrabianych
nasion. Liczby wykazuja liczbe nasion za-
kazonych przez Fusarium, przy czym do

ich zdolno$é przylegania,

czynnikéw za-

kazdego doswiadczenia uzyto 100 ziarn.

Silnie Znacznie Catkowity
zakazone zakazone %
Niepotraktowane 32 28 60
Potraktowane mieszaning zaprawowa za-
wierajaca:
weglik bis - izo - propylo - rteciowy o za-
wartosci 2,0% Hg 3 11 14
weglik bis - metoksy - etylo - rteciowy o za-
wartosci 1,5% Hg . 0 7 7
weglik bis - metoksy - etylo - rteciowy o
zawartosci 3,0% Hg 1 8 9
weglik bis - etoksy - etylo - rteciowy o za-
wartosci 1,5% Hg 0 6 6
weglik bis - fenylo - rteciowy o zawartosci
20% Hg 2 12 14

Dane poréwnawcze pomiedzy zwiazkami stosowanymi wediug wynalazku a zna-

nymi zwiagzkami rteciowymi:

octanem tréjchloro - eteno - rteciowym o
zawartosci 3% Hg

chlorkiem etanolo - rteciowym o zawarto-
§ci 6% Hg '

octanem terpinoleno - rteciowym o zawar-
tosci 2% Hg

chlorkiem kumaryno - rteciowym o zawar-
tosci 2,5% Hg

chlorkiem acetooksy - cyklo - heksylo -
- rteciowym o zawartosci 3% Hg

standardowa zaprawa do nasien, znajduija-
cg sie w handlu, o zawartosci 2% Hg

3 | 16 19

5 ‘ 14 19

12 1 31 43

4 22 26

6 18 24

| 2 25 27




Stad wynika, Ze zaprawy do nasion, wy-
tworzone wedlug wynalazku niniejszego,
Znacznie przewyzszaja znane rteciowe za-
prawy do nasion. :

Opisane zwiazki sa nie tylko odpowied-
nimi i skutecznymi $rodkami dezynfekcyij-
nymi, lecz moga by¢ uzyte réwniez do kon-
serwacji i innych celéw dezynfekcyjnych,
jak np. do impregnaciji drzewa, do konser-
wacji kleju i materialéw podobnych.

Zastrzezenia patentowe.

1. Zaprawa do nasion, znamienna tym,
Ze zawiera zwiazek rteciowo-organiczny o
wzorze strukturalnym:

R—Hg—C
i
R—Hg—C

w kiorym litera R oznacza rodnik weglo-
wodorowy.

2. Zaprawa do nasion wedlug zastrz.
1, znamienna tym, Ze zawiera zwiazek rte-
ciowo-organiczny, o wzorze

R—Hg—C
Il
R—Hg—C

w ktorym litera R oznacza grupe

R“ R(i

| [
RO —-C—C—

! l

R* R”

w ktérej to grupie litera R* moze oznaczaé
wodér albo rodnik weglowodorowy, litera
za§ R” — wodoér albo jednakowe lub réz-
ne rodniki weglowodorowe, ktére moga
tworzy¢ pierscieni.

3. Zaprawa do nasion wedlug zastrz.
1, znamienna tym, ze zawiera weglik bis -
- alkoksy - alkylo - rteciowy o wzorze
strukturowym

R* R*
AO—Cl—(,l‘—Hg—C
.
R R*
AO—C|—CI‘—Hg—C
b

w ktérym litera A oznacza reszte alkylo-
wa, litera zas§ R — wodoér albo jednakowe
lub rézne rodniki alkylowe.

4, Zaprawa do nasion wedlug zastrz.
1 — 3, znamienna tym, ze sklada si¢ z o-
kolo 1,5 — 3% wspomnianego zwiazku
rteciowo - organicznego i 97 — 98,5% in-
nych skladnikéw, jak rozcieniczalnika,
§rodka pobudzajacego, czynnika zapobie-
gajacego pyleniu i ewentualnie czynnika
zdolnego do zwigkszania przylegania tego
$rodka dezynfekcyjnego do nasion.
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